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１．概要（Summary） 

分光エリプソメータ (Jasco、M-500S) を用いることで、

シリコン基板上に塗布した新規糖鎖含有ブロック共重合

体薄膜の膜厚測定を行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

エリプソメータ M-500S 

【実験方法】 

 5wt%に調製した糖鎖含有ブロック共重合体 (以下、

MH-b-PDL-b-MH と表記。分子構造は Chart 1 参照) 

の DMF 溶液をシリコン基板 (予め酸素プラズマで処理

することで親水化) にスピンコーティングした。得られた薄

膜の膜厚を分光エリプソメータ (Jasco、M-500S) によっ

て評価した。測定波長は 632.8 nm、入射角を 60 °とした。

5 回の測定を行い、その平均値を膜厚とした。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 我々は、MH-b-PDL-b-MH はバルク中において糖鎖

セグメントと疎水性ポリエステルセグメントが 12 nm 程度の

周期間隔でミクロ相分離することを過去に見出した。そこ

で、原子間力顕微鏡観察 (AFM) および斜入射小角 X

線散乱 (GISAXS) により薄膜中でのミクロ相分離構造を

解析したいと考えた。薄膜中でのミクロ相分離構造はバル

クと異なり、膜厚によってしばしば影響を受けることが知ら

れている。そのため、MH-b-PDL-b-MH の膜厚を把握し

ておく必要がある。 

 スピンコーティングにより調製した MH-b-PDL-b-MH 薄

膜の膜厚をエリプソメータで評価したところ、膜厚はポリマ

ーの分子量の増加とともに 160 nm 程度から 280 nm 程

度へと増すことが明らかになった。一方、薄膜を熱処理す

る前後では膜厚の変化はみられなかった。AFM と

GISAXS 解析から、熱処理前後でミクロ相分離のドメイン

配向性が大きく変化することを見出したが、これは膜厚変

化に由来するものでないことが判明した。 

４．その他・特記事項（Others） 

この研究はフランス国立科学研究庁・植物高分子研

究所との国際共同研究の一部として行われたもので

ある。エリプソメータの使用方法をご教授いただきま

した Agus Subagyo 様に感謝申し上げます。 
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